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１．概要（Summary） 

太陽電池の発電効率向上のためにキャリア再結合によ

るエネルギー損失の抑制を目的とした電界効果型マイク

ロウォール太陽電池を作製・評価するため、デバイス構造

および作製プロセスの検討・提案を行う。また、太陽電池

構造の基本となるシリコン(Si)マイクロウォールを形成す

る。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精細電子ビーム描画装置、常圧SiO2 CVD装置、

エッチング装置(RIE SiO2 用)、エッチング装置（ICP 

poly-Siゲート用） 

【実験方法】 

電界効果型マイクロウォール太陽電池の完成イメージ

を Fig. 1に示す。Fig. 1をもとに、デバイス構造と作製プ

ロセスの検討を行った。ここで検討したデバイス作製プロ

セスが、今後の実験プロセスのひな形となる。 

まずくし型 Siマイクロウォール形成のために堆積 SiO2

膜をハードマスクとした Siのドライエッチを実施した。

p-i-nの 3層を形成した後では、ハードマスク形成として熱

酸化を行うと n+層が薄くなりかねない。そのため、ハード

マスクには堆積 SiO2膜を選択した。エッチングガスには

Cl2を使用した。 
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Fig. 1. Schematic diagram of the micro-wall 

solar cell 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2 にウォール幅が 1 μmの Si マイクロウォールの

SEM 写真を示す。若干のテーパーがあるものの、ウォー

ルが形成された事がわかる。但し、ウォール底部において

切り込みが観察された。 
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Fig. 2. Cross-sectional SEM image of the 

micro-wall with a thickness of 1 μm. 


